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(57)【要約】
【課題】枝リブの幅を大きなものへ製造工程内にて修正
する液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法、枝リブ
の幅に大きな方向への相違がある他品目をフォトマスク
を別途に作製せず製造する方法、製造装置を提供する。
【解決手段】現像後に枝リブ８４の幅を点検し、規格よ
り小さい際に、現像とポストベークの間で第２露光を行
い、ポストベークで枝リブを熱フロー。ある品目の枝リ
ブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造する
際に、ある品目のフォトマスクを介し他品目の枝リブを
形成する第１露光、現像を行い、現像とポストベークの
間で第２露光を行い、ポストベークで枝リブを熱フロー
。現像装置と加熱装置の間に第２露光装置１９を設けた
。第２露光装置がスポット露光装置である。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板上に少なくともブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられ、
該ブラックマトリックスの額縁部の着色画素上方に設けられる枝リブの幅の修正方法にお
いて、
１）前記ブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられたガラス基板にポジ型
のフォトレジストの塗膜を設け、該塗膜への枝リブを形成するフォトマスクを介した第１
露光、現像後に、枝リブの幅を点検し、該幅が予め設定された規格より小さい際に、
２）現像とポストベークの間で、該枝リブが形成されたガラス基板の全面に、前記塗膜の
感光波長を有する光を用いた第２露光を行い、
３）続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を大きくし、枝リブの幅
を前記規格内とすることを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法。
【請求項２】
　前記第２露光が、枝リブの部分であることを特徴とする請求項１記載の液晶表示装置用
カラーフィルタの修正方法。
【請求項３】
　ガラス基板上に少なくともブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられ、
該ブラックマトリックスの額縁部の着色画素上方にポジ型のフォトレジストを用いて枝リ
ブを設ける液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法において、
１）前記液晶表示装置用カラーフィルタの、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブ
を有する他品目を製造する際に、
２）前記ある品目の枝リブの形成に用いるフォトマスクを介した、他品目の枝リブを形成
する第１露光、現像を行い、
３）現像とポストベークの間で、該枝リブが形成されたガラス基板の全面に、前記塗膜の
感光波長を有する光を用いた第２露光を行い、
４）続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を大きくし、ある品目の
枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造することを特徴とする液晶表示装
置用カラーフィルタの製造方法。
【請求項４】
　請求項１に記載する液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法、又は請求項３に記載す
る液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法に用いる液晶表示装置用カラーフィルタの製
造装置であって、現像装置とポストベークの加熱装置の間に、枝リブが形成されたガラス
基板の全面に、塗膜の感光波長を有する光を照射する第２露光装置を設けたことを特徴と
する液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置。
【請求項５】
　請求項２に記載する液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法に用いる液晶表示装置用
カラーフィルタの製造装置であって、現像装置とポストベークの加熱装置の間に、枝リブ
の部分に、塗膜の感光波長を有する光を照射する第２露光装置（スポット露光装置）を設
けたことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、配向制御突起が設けられた液晶表示装置用カラーフィルタに関するものであ
り、特に、枝リブの幅を大きなものへと製造工程内にて修正する液晶表示装置用カラーフ
ィルタの修正方法、枝リブの幅に大きな方向への相違がある他品目をフォトマスクを別途
に作製することなく製造する液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法、及び上記修正方
法及び製造方法に用いる液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
  図５は、液晶表示装置に用いられるカラーフィルタの一例を模式的に示した平面図であ
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る。また、図６は、図５に示すカラーフィルタのＸ－Ｘ’線における断面図である。
図５、及び図６に示すように、液晶表示装置に用いられるカラーフィルタ（４）は、ガラ
ス基板（４０）上にブラックマトリックス（４１）、着色画素（４２）、及び透明導電膜
（４３）が順次に形成されたものである。
図５、及び図６はカラーフィルタを模式的に示したもので、着色画素（４２）は１２個表
されているが、実際のカラーフィルタにおいては、例えば、対角１７インチの画面に数百
μｍ程度の着色画素が多数個配列されている。
【０００３】
  液晶表示装置の多くに用いられている、上記構造のカラーフィルタの製造方法としては
、先ず、ガラス基板上にブラックマトリックスを形成してブラックマトリックス基板とし
、次に、このブラックマトリックス基板上のブラックマトリックスのパターンに位置合わ
せして着色画素を形成し、更に透明導電膜を位置合わせして形成するといった方法が広く
用いられている。
ブラックマトリックス（４１）は、遮光性を有するマトリックス状のものであり、着色画
素（４２）は、例えば、赤色、緑色、青色のフィルタ機能を有するものであり、透明導電
膜（４３）は、透明な電極として設けられたものである。
【０００４】
　ブラックマトリックス（４１）は、着色画素（４２）間のマトリックス部（４１Ａ）と
、着色画素（４２）が形成された領域（表示部）の周辺部を囲む額縁部（４１Ｂ）とで構
成されている。
ブラックマトリックスは、カラーフィルタの着色画素の位置を定め、大きさを均一なもの
とし、また、表示装置に用いられた際に、好ましくない光を遮蔽し、表示装置の画像をム
ラのない均一な、且つコントラストを向上させた画像にする機能を有している。
このブラックマトリックス基板の製造には、例えば、ブラックマトリックス形成用の黒色
感光性樹脂を用いて、ガラス基板（４０）上にフォトリソグラフィ法によってブラックマ
トリックス（４１）を形成するといった方法がとられている。
【０００５】
　また、着色画素（４２）の形成は、このブラックマトリックス基板上に、例えば、顔料
などの色素を分散させたネガ型のフォトレジストを用いて塗布膜を設け、この塗布膜への
露光、現像によって着色画素を形成するといった方法がとられている。
また、透明導電膜（４３）の形成は、着色画素が形成されたブラックマトリックス基板上
に、例えば、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）を用いスパッタ法によって透
明導電膜を形成するといった方法がとられている。
【０００６】
　図５、及び図６に示すカラーフィルタ（４）は、液晶表示装置に用いられるカラーフィ
ルタとして基本的な機能を備えたものである。液晶表示装置には液晶としてＴＮ型が広く
用いられていたが、ＴＮ型液晶においては、原理的に広い視野角を得ることは困難であり
、コントラストが良好な視野角は狭い、といった問題を有していた。
【０００７】
　この問題を解決する技法として、一画素内での液晶分子の配向方向が一方向でなく、複
数の方向になるように制御した視野角の広い、配向分割垂直配向型液晶表示装置（ＭＶＡ
（Ｍｕｌｔｉ－ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）－ＬＣＤが開発
された。
この技法はラビング処理に代わり、突起を設けることにより液晶分子の配向を制御するも
のである。
【０００８】
　図９（ａ）、（ｂ）は、ＭＶＡ－ＬＣＤに用いられるカラーフィルタの一例の画素を拡
大して示す平面図、及び断面図である。この例では、配向制御用突起（８３）は、画素内
で９０°屈曲させてある。このようなカラーフィルタを用いた液晶表示装置は、画素内で
液晶分子の傾斜方向が４方向となり、視野角は広いものとなる。
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図９に示す配向制御用突起（８３）は、ポジ型のフォトレジストを用いて形成されること
が多く、画素サイズが１００×３００μｍ程度において、その幅（Ｗ）は８～１４μｍ程
度、高さ（Ｈ）は０．８～１．６μｍ程度である。平面形状がストライプ状で、断面形状
が、例えば、かまぼこ状、半円形状であることからしてリブと称されている。
【０００９】
　図１は、図９に示す配向制御用突起（８３）に改良が加えられた一例の平面図である。
図１は、図５に符号（Ｍ）で示す額縁部（４１Ｂ）に相当する部分を拡大した平面図であ
る。また、図２（ａ）は、図１におけるＡ－Ａ線での断面図、図２（ｂ）は、図１におけ
るＢ－Ｂ線での断面図である。
図１及び図２に示すように、この一例は、額縁部（４１Ｂ）の端（Ｅ）近傍に、着色画素
（４２）端が重なった状態に形成されている。
【００１０】
　配向制御用突起は、図中右方のガラス基板（４０）に設けられた着色画素（４２）上か
ら、この額縁部（４１Ｂ）上に設けられた着色画素（４２）上まで連続して形成されてい
る。この配向制御用突起には、配向制御用突起（８３）から枝分かれした配向制御用突起
（８４）が設けられている。
【００１１】
　図９に示す配向制御用突起が設けられた液晶表示装置においては、例えば、ＴＦＴ側基
板の画素電極の端近傍での電界の歪みが、画素内の液晶分子の配向に乱れを発生させてい
るので、この乱れを正すために、図１に示す配向制御用突起では、画素電極の端近傍に対
応したカラーフィルタ上の位置に、配向制御用突起（８３）から枝分かれした配向制御用
突起（８４）を設けたものである。
図１に示すように、枝分かれした配向制御用突起（８４）を有する配向制御用突起におい
ては、配向制御用突起（８３）は本リブ、枝分かれした配向制御用突起（８４）は枝リブ
と称されている。
【００１２】
　図５に示すカラーフィルタ（４）に配向分割機能が追加された仕様のカラーフィルタを
製造する際には、図５に示すカラーフィルタ（４）を作製した後に、図１に示す枝リブ（
８４）を有する配向制御用突起（８３）を形成する。
【００１３】
　上記カラーフィルタを構成するブラックマトリックス、着色画素、及び配向制御用突起
（８３、８４）をフォトリソグラフィ法によりパターンとして形成する際には、例えば、
先ずガラス基板に対して必要に応じた洗浄処理を施し、続いて塗布装置によるフォトレジ
ストの塗布、減圧乾燥装置による予備乾燥処理、プリベーク装置によるプリベーク処理、
露光装置によるパターン露光、現像装置による現像処理、加熱装置によるポストベーク処
理が順次に施され、ガラス基板に所定のパターンを形成する。尚、図１、図２では、透明
導電膜（４３）を省略してある。
【００１４】
　図３は、ガラス基板（４０）上にブラックマトリックス（４１）、着色画素（４２）が
形成され、続いて枝リブを形成するためにフォトレジストの塗膜（６０）が設けられた状
態の断面図である。図２に相当する部分である。図２は、配向制御用突起が形成された後
の状態を示したものであるが、図３は、配向制御用突起を形成するために塗膜（６０）が
設けられた段階を表している。
【００１５】
　図３に示すように、着色画素（４２）は額縁部（４１Ｂ）上にも形成されている。この
着色画素（４２）を形成する際、ガラス基板（４０）上面とブラックマトリックス（４１
）上面との間に段差（Ｄ１）が生じるが、この段差（Ｄ１）の状態は、着色画素（４２）
の形成後においても解消されることはない。
着色画素（４２）の上面にては、ブラックマトリックス上方の着色画素上面（ｊ１）と、
その下方にブラックマトリックスが設けられていない着色画素上面（ｊ２）と間に、段差
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（Ｄ１）よりは低い段差（Ｄ２）が残されている。
【００１６】
　このような上面を呈する着色画素上に、配向制御用突起のフォトレジストの塗膜（６０
）が形成されると、その下方にブラックマトリックスが設けられていない着色画素上に形
成された枝リブ形成用のフォトレジストの塗膜の厚さ（Ｔ１１）と、ブラックマトリック
ス上方の着色画素上に形成された塗膜の厚さ（Ｔ１２）とは、Ｔ１２＜Ｔ１１の関係とな
る。
【００１７】
　このような塗膜の厚さの関係は、上記着色画素上面の段差（Ｄ２）と枝リブ形成用のフ
ォトレジストの流動性によってもたらされる。
上記のような厚さの関係にある枝リブ形成用のフォトレジストの塗膜に、フォトマスクを
介した露光を与え現像処理を行うと、図４に示す平面図のように、枝リブの幅は、その下
方にブラックマトリックスが設けられていない着色画素上の着色画素上枝リブ（８４－１
）の幅（Ｗ１）よりも、ブラックマトリックス上方枝リブ（８４－２）の幅（Ｗ２）が小
さなものとなる（Ｗ１＞Ｗ２）。
【００１８】
　すなわち、枝リブを形成するためのフォトレジストの塗膜の厚さと、形成される枝リブ
の幅との間には正の相関がある。この相関は、本リブ（８３）にも及んでいるが、枝リブ
において、その挙動が大きなものとなる性向にある。
【００１９】
　さて、実際の製造において、例えば、洗浄、塗布、予備乾燥、プリベーク、露光、現像
、ポストベークなど前記一連の処理工程にて、何らかの原因によって枝リブ（８４－２）
の幅（Ｗ２）が小さなものとなっても、幅（Ｗ２）の変動が許容される規格内であれば、
当然、良品としての扱いとなる。しかし、例えば、露光、現像などの処理条件の変動によ
り、枝リブ（８４－２）の幅（Ｗ２）が小さなものとなる変動が規格外となった際には、
現像後において確認することが出来るものの、確認するまでの製品は不良品となってしま
う。
【特許文献１】特開平９－１８９９０４号公報
【特許文献２】特開２００７－２９３０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、ブラックマトリックスの額
縁部上方の着色画素上に設けられる枝リブの幅が小さくなった液晶表示装置用カラーフィ
ルタの、該小さくなった枝リブの幅を大きなものへと製造工程内にて修正し、該液晶表示
装置用カラーフィルタを良品とすることのできる、液晶表示装置用カラーフィルタの修正
方法を提供することを第一の課題とする。
【００２１】
　また、実際の製造においては、品目によって枝リブの幅の仕様が異なるものがある。こ
の幅の仕様の相違が僅少であり、上記処理条件の調節可能な範囲で製造できるのであれば
、例えば、露光、現像条件の調節を行って製造することがある。或いは、調節可能な範囲
での製造が危ぶまれる際には、使用するフォトマスクを別途に作製しカラーフィルタを製
造することとなる。
本発明の第二の課題は、上記枝リブの幅の仕様が異なる品目にて、枝リブの幅に大きな方
向への相違がある他品目を製造する際に、上記処理条件の調節を必要とせず、また、フォ
トマスクを別途に作製することなく、上記枝リブの幅に大きな方向への相違がある他品目
を製造することのできる、液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法を提供することにあ
る。
【００２２】
　また、本発明の第三の課題は、上記液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法及び製造
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方法に用いることのできる、液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明における第一の発明は、ガラス基板上に少なくともブラックマトリックス、着色
画素、透明導電膜が設けられ、該ブラックマトリックスの額縁部の着色画素上方に設けら
れる枝リブの幅の修正方法において、
１）前記ブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられたガラス基板にポジ型
のフォトレジストの塗膜を設け、該塗膜への枝リブを形成するフォトマスクを介した第１
露光、現像後に、枝リブの幅を点検し、該幅が予め設定された規格より小さい際に、
２）現像とポストベークの間で、該枝リブが形成されたガラス基板の全面に、前記塗膜の
感光波長を有する光を用いた第２露光を行い、
３）続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を大きくし、枝リブの幅
を前記規格内とすることを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法である。
【００２４】
　また、第一の発明は、上記発明による液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法におい
て、前記第２露光が、枝リブの部分であることを特徴とする液晶表示装置用カラーフィル
タの修正方法である。
【００２５】
　また、本発明における第二の発明は、ガラス基板上に少なくともブラックマトリックス
、着色画素、透明導電膜が設けられ、該ブラックマトリックスの額縁部の着色画素上方に
ポジ型のフォトレジストを用いて枝リブを設ける液晶表示装置用カラーフィルタの製造方
法において、
１）前記液晶表示装置用カラーフィルタの、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブ
を有する他品目を製造する際に、
２）前記ある品目の枝リブの形成に用いるフォトマスクを介した、他品目の枝リブを形成
する第１露光、現像を行い、
３）現像とポストベークの間で、該枝リブが形成されたガラス基板の全面に、前記塗膜の
感光波長を有する光を用いた第２露光を行い、
４）続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を大きくし、ある品目の
枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造することを特徴とする液晶表示装
置用カラーフィルタの製造方法である。
【００２６】
　また、本発明における第三の発明は、請求項１に記載する液晶表示装置用カラーフィル
タの修正方法、又は請求項３に記載する液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法に用い
る液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置であって、現像装置とポストベークの加熱装
置の間に、枝リブが形成されたガラス基板の全面に、塗膜の感光波長を有する光を照射す
る第２露光装置を設けたことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置であ
る。
【００２７】
　また、本発明における第三の発明は、請求項２に記載する液晶表示装置用カラーフィル
タの修正方法に用いる液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置であって、現像装置とポ
ストベークの加熱装置の間に、枝リブの部分に、塗膜の感光波長を有する光を照射する第
２露光装置（スポット露光装置）を設けたことを特徴とする液晶表示装置用カラーフィル
タの製造装置である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明は、ブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられたガラス基板にポ
ジ型のフォトレジストの塗膜を設け、該塗膜への枝リブを形成するフォトマスクを介した
第１露光、現像後に、枝リブの幅を点検し、該幅が予め設定された規格より小さい際に、
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現像とポストベークの間で、該枝リブが形成されたガラス基板の全面に、前記塗膜の感光
波長を有する光を用いた第２露光を行い、続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせ
て枝リブの幅を大きくし、枝リブの幅を前記規格内とするので、液晶表示装置用カラーフ
ィルタの小さくなった枝リブの幅を大きなものへと製造工程内にて修正し、該液晶表示装
置用カラーフィルタを良品とする液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法となる。
【００２９】
　また、本発明は、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造す
る際に、ある品目の枝リブの形成に用いるフォトマスクを介した、他品目の枝リブを形成
する第１露光、現像を行い、現像とポストベークの間で、枝リブが形成されたガラス基板
の全面に第２露光を行い、続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を
大きくし、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造するので、
枝リブの幅に大きな方向への相違がある他品目を製造する際に、処理条件の調節を必要と
せず、フォトマスクを別途に作製することなく、他品目を製造することのできる液晶表示
装置用カラーフィルタの製造方法となる。
【００３０】
　また、本発明は、現像装置とポストベークの加熱装置の間に、枝リブが形成されたガラ
ス基板の全面に、塗膜の感光波長を有する光を照射する第２露光装置を設けたので、上記
液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法及び製造方法に用いることのできる、液晶表示
装置用カラーフィルタの製造装置となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に本発明の実施の形態を詳細に説明する。
図７は、本発明による液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法において用いられる液晶
表示装置用カラーフィルタの製造装置の一例の構成を示す説明図である。すなわち、請求
項４に係わる液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置の一例である。
【００３２】
　図７に示すように、この製造装置は、洗浄装置（１０）、塗布装置（１１）、減圧乾燥
装置（１２）、プリベーク装置（１３）、第１露光装置（１４）、現像装置（１５）、基
板振分け／振戻り装置（１７）、点検装置（１８）、第２露光装置（１９）、加熱装置（
１６）で構成されている。
図８は、従来の製造装置の一例の構成を示す説明図である。図８に示すように、従来の製
造装置は、洗浄装置（１０）～加熱装置（１６）で構成されている。従来の製造装置と対
比し、図７に示す本発明による製造装置は、現像装置（１５）と加熱装置（１６）の間に
第２露光装置（１９）が設けられている。また、枝リブを点検するための点検装置（１８
）及び基板振分け／振戻り装置（１７）が設けられている例である。
【００３３】
　図７に矢印で示すように、ブラックマトリックス、着色画素、透明導電膜が設けられた
ガラス基板には、洗浄装置（１０）による洗浄処理～第１露光装置（１４）による第１露
光、現像装置（１５）による現像処理を施して枝リブを形成し、この形成した枝リブの幅
を点検し、幅が小さい際には第２露光装置（１９）による第２露光をガラス基板の全面に
施し、続く加熱装置（１６）でのポストベークによって枝リブを熱フローさせ、枝リブの
幅を大きくすることが出来るようになっている。
【００３４】
　この製造装置を用いて枝リブを形成する際には、例えば、あるロットにて、枝リブ製造
の初期の段階で、点検装置（１８）を用いて額縁部の着色画素上方に設けられる現像後の
枝リブの幅を点検し、その幅が予め設定された規格内であれば、当該ロットでは第２露光
装置（１９）は作動させずに、枝リブ製造を継続する。すなわち、修正を必要としないロ
ットであるので、枝リブの幅を大きくするための第２露光は行わない。
【００３５】
　また、例えば、他のロットにて、枝リブ製造の初期の段階で、点検装置（１８）を用い
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れた規格より小さいものであれば、ガラス基板の全面に第２露光を施す。すなわち、当該
ロットでは第２露光装置（１９）は作動させた枝リブ製造を行う。続く加熱装置（１６）
において、この第２露光が与えられた枝リブを熱フローさせ、その幅を大きくし、規格内
のものへと修正をする。
【００３６】
　上述のように、本発明による液晶表示装置用カラーフィルタの修正方法は、修正を必要
とする、例えば、ロットに対しては、枝リブの製造工程において修正を施し、規格内に収
まる良品とする修正方法である。
【００３７】
　図１０は、第２露光と、続く加熱装置（１６）によるポストベークによって枝リブを熱
フローさせ、枝リブの幅を大きくする状況の説明図である。図１０（ａ）は、枝リブに第
２露光が与えられている段階、（ｂ）は、ポストベーク後の段階を表している。
額縁部（４１Ｂ）の着色画素（４２）上方に設けられた現像後の枝リブ（６４Ａ）の幅（
Ｗ３）は、第２露光、ポストベークが施されると、ポストベーク後の枝リブ（６４Ｂ）の
幅（Ｗ４）は、大きなものとなる（Ｗ３＜Ｗ４）。
【００３８】
　枝リブの形成には、ポジ型のフォトレジストであるノボラック樹脂を用いることが多い
。このノボラック樹脂は、光によりその分子構造の一部が変化し、溶解度に変化をひきお
こす反応を利用したものである。第２露光後の加熱により熱フローが発生するのは、この
際に溶解度に変化をもたらすと同時に、光により物性変化がひきおこされ、加熱により流
動性（熱フロー）が生じるものと推量されている。
【００３９】
　第２露光の露光量を増加させていくに従い、枝リブの幅は次第に大きなものとなる。具
体的には、ノボラック樹脂として、ＲＯＨＭａｎｄＨＡＡＳ（株）製：ＬＣ１２０（商品
名）を用い、光源として、キャノンを採用し、２３０℃・２０分のポストベークを与えた
際の、第２露光の露光量と枝リブの幅の関係を表したものが、表１である。
表１に幅の変化量を示すように、幅１１μｍを有する現像後の枝リブの幅は、第２露光の
露光量に略比例している。実際の修正においては、表１に基づき適宜に第２露光の露光量
を調節することになる。
【００４０】
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【表１】

　尚、図７に示す製造装置においては、第２露光を枝リブが形成されたガラス基板の全面
に与えている。これによって、額縁部の着色画素上方に設けられる現像後の枝リブの幅の
みならず、前記本リブ（８３）にても、その幅が大きなものとなり、本リブ（８３）も正
常な方向へと修正されることなる。
【００４１】
　図１１は、請求項２に係わる修正方法の説明図である。図１１に示すように、現像後の
枝リブ（６４Ａ）の片端部の近傍に、第２露光としてスポット露光装置（１９－２）を用
い、スポット露光（φ）を与えて部分修正を行うものである。
修正後に得られる枝リブ（６４Ｂ－２）は、片端部の幅が大きなものとなり、全体に幅（
Ｗ５）は（Ｗ３＜Ｗ５）の関係になる。
【００４２】
　また、本発明による液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法は、枝リブの幅の仕様が
異なる品目にて、枝リブの幅に大きな方向への相違がある他品目を製造する際に、処理条
件の調節を必要とせず、また、フォトマスクを別途に作製することなく、枝リブの幅に大
きな方向への相違がある他品目を製造することのできる製造方法である。
【００４３】
　すなわち、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造する際に
、ある品目の枝リブの形成に用いるフォトマスクを介した、他品目の枝リブを形成する第
１露光、現像を行い、現像とポストベークの間で、枝リブが形成されたガラス基板の全面
に第２露光を行い、続くポストベークにて、枝リブを熱フローさせて枝リブの幅を大きく
し、ある品目の枝リブの幅より大きな幅の枝リブを有する他品目を製造する。
【００４４】
　この製造方法に用いる製造装置としては、例えば、図７に示す製造装置を採用すること
ができる。或いは、他の構造、例えば、図７に示す製造装置において、点検装置（１８）
及び基板振分け／振戻り装置（１７）を設けない製造装置でもよい。
また、この製造方法にては、前記表１に基づき、他品目に適用できるか否かを容易に判断
することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００４５】
【図１】配向制御用突起に改良が加えられた一例の平面図である。
【図２】（ａ）は、図１におけるＡ－Ａ線での断面図である。（ｂ）は、図１におけるＢ
－Ｂ線での断面図である。
【図３】枝リブを形成するためにフォトレジストの塗膜が設けられた状態の断面図である
。
【図４】枝リブの幅を説明する平面図である。
【図５】液晶表示装置に用いられるカラーフィルタの一例を模式的に示した平面図である
。
【図６】図５に示すカラーフィルタのＸ－Ｘ’線における断面図である。
【図７】本発明による液晶表示装置用カラーフィルタの製造装置の一例の構成を示す説明
図である。
【図８】従来の製造装置の一例の構成を示す説明図である。
【図９】（ａ）、（ｂ）は、ＭＶＡ－ＬＣＤに用いられるカラーフィルタの一例の一画素
を拡大して示す平面図、及び断面図である。
【図１０】（ａ）、（ｂ）は、第２露光とポストベークによって枝リブを熱フローさせ、
枝リブの幅を大きくする状況の説明図である。
【図１１】請求項２に係わる修正方法の説明図である。
【符号の説明】
【００４６】
４、８・・・カラーフィルタ
１０・・・洗浄装置
１１・・・塗布装置
１２・・・減圧乾燥装置
１３・・・プリベーク装置
１４・・・第１露光装置
１５・・・現像装置
１６・・・加熱装置
１７・・・基板振分け／振戻り装置
１８・・・点検装置
１９・・・第２露光装置
１９－２・・・スポット露光装置
４０・・・ガラス基板
４１・・・ブラックマトリックス
４１Ｂ・・・額縁部
４２・・・着色画素
４３・・・透明導電膜
６０・・・フォトレジストの塗布膜
６４Ａ・・・現像後の枝リブ
６４Ｂ・・・ポストベーク後の枝リブ
８３・・・配向制御用突起（本リブ）
８４・・・配向制御用突起（枝リブ）
８４－１・・・着色画素上枝リブ
８４－２・・・ブラックマトリックス上方枝リブ
Ｄ１、Ｄ２・・・段差
Ｅ・・・額縁部の端
Ｈ・・・配向制御用突起の高さ
Ｔ１１・・・その下方にブラックマトリックスが設けられていない着色画素上に形成され
た枝リブ形成用のフォトレジストの塗膜の厚さ
Ｔ１２・・・ブラックマトリックス上方の着色画素上に形成された塗膜の厚さ
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Ｗ・・・配向制御用突起の幅
Ｗ１・・・着色画素上枝リブの幅
Ｗ２・・・ブラックマトリックス上方枝リブの幅
Ｗ３・・・現像後の枝リブの幅
Ｗ４、Ｗ５・・・ポストベーク後の枝リブの幅
φ・・・スポット露光
ｊ１・・・ブラックマトリックス上方の着色画素上面
ｊ２・・・ブラックマトリックスのない着色画素上面

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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造过程中将分支肋的宽度校正为更大的尺寸，并提供制造其他物品的制
造方法和制造装置在不单独制造光掩模的情况下，在分支肋的较大宽度
方向上具有差异。 ŽSOLUTION：在显影之后检查分支肋84的宽度，并
且当宽度小于规格时，在显影和后烘烤之间进行第二次曝光，并且通过
后烘烤使分支肋热流动。当制造具有宽度大于特定物品的分支肋的宽度
的分支肋的另一物品时，通过特定物品的光掩模执行第一次曝光和形成
另一物品的分支肋的显影，第二次曝光和显影以形成另一物品的分支
肋。在显影和后烘烤之间进行曝光，并且通过后烘烤使分支肋热流动。
第二曝光装置19设置在显影装置和加热装置之间。第二曝光装置是点曝
光装置。 Ž
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